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(54)【発明の名称】 液晶表示装置

(57)【要約】
【課題】  本発明は、スペーサ支柱の固定強度を向上さ
せ、セルギャップを均一に形成することで表示ムラの少
ない液晶表示装置を提供することを特徴とする。
【解決手段】  本発明による液晶表示装置は、液晶層の
ギャップを保持するスペーサ支柱（100）と、スペーサ
支柱（100）の下部が整合する凹部を備え、凹部は、層
間絶縁膜（１０）及びパッシベーション膜（２２）の一
部を除去して形成される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  液晶層のギャップを保持するスペーサ支
柱と、
前記スペーサ支柱の下部が整合する凹部を備え、
前記凹部は、層間絶縁膜（ゲート絶縁膜）及びパッシベ
ーション膜の一部を除去して形成される薄膜トランジス
タ（ＴＦＴ）を用いた液晶表示装置。
【請求項２】  請求項１に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、遮光層の下方に位置する平坦化膜
の一部から形成される液晶表示装置。
【請求項３】  請求項１に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、有機物から形成される液晶表示装
置。
【請求項４】  請求項１に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、カラーフィルタの一部から形成さ
れる液晶表示装置。
【請求項５】  請求項１に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、無機物から形成される液晶表示装
置。
【請求項６】  請求項１に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、金属から形成される液晶表示装
置。
【請求項７】  液晶層のギャップを保持するスペーサ支
柱と、
前記スペーサ支柱の上部が整合する凹部を備え、
前記凹部は、遮光層の下方に位置する平坦化膜の一部を
除去して形成される液晶表示装置。
【請求項８】  請求項７に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、パッシベーション膜の一部から形
成される液晶表示装置。
【請求項９】  請求項７に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、有機物から形成される液晶表示装
置。
【請求項１０】  請求項７に記載の液晶表示装置におい
て、
前記スペーサ支柱は、感光性樹脂から形成される液晶表
示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は、液晶層を形成する
セルギャップを保持するスペーサを備えた液晶表示装置
に関する。
【０００２】
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【従来の技術】液晶表示装置の透明基板に液晶層からな
るセルギャップを直接形成する場合、スペーサが使用さ
れる。スペーサの使用により、大型基板の面内セルギャ
ップの均一性が向上する。薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）
を用いた液晶表示装置は、形式に応じて種々のものが存
在する。その形式の一つに逆スタガ型の薄膜トランジス
タを用いた液晶表示装置が挙げられる。ここでは、この
逆スタガ型の薄膜トランジスタを用いた液晶表示装置を
例に話を進める。
【０００３】図２０は、従来のスペーサに係る概念を示
す。図は支柱型のスペーサが利用される構造を示す。図
に示されたスペーサ支柱200c，200dは、遮光層（ブラッ
クマトリクス）１２の近傍に設けられる。遮光層１２の
側部には、カラーフィルタ（色層）１３が配置される。
カラーフィルタ１３の上部には、第２の透明基板１４が
設けられる。
【０００４】図２１は、従来のスペーサに係る横電極駆
動LCDの概略断面を示す。図に示されたセル201は、偏光
板１７と、導電層１６と、第２の透明基板１４と、カラ
ーフィルタ１３と、平坦化膜若しくは遮光層１２と、ス
ペーサ支柱200c，200dと、パッシベーション膜２２と、
層間絶縁膜１０と、ゲート電極３と、共通電極４と、第
１の透明基板９と、偏光板１８を備える。
【０００５】スペーサ支柱200c，200dは、遮光層１２と
パッシベーション膜２２に接着される。カラーフィルタ
基板側の接着強度と、ＴＦＴ基板側の接着強度を比べた
場合、遮光層１２側の接着強度が高い。このため、パッ
シベーション膜２２側において、スペーサ支柱200c，20
0dが、外部の押圧により所定の位置からずれる恐れがあ
る。スペーサ支柱200c，200dがずれると、色むらが発生
する。
【０００６】図２２は、従来の横電界駆動LCDの表示セ
ルに係る第１の平面を示す。図に示されたセル202は、
アモルファスシリコン１と、画素電極２と、ゲート電極
３と、共通電極４と、データ線５と、ソース電極６と、
ドレイン電極７と、スペーサ支柱200を備える。図に示
されたセル202は、ゲート電極３上にスペーサ支柱200を
備える。
【０００７】スペーサ支柱200部分の断面Ｅ－Ｅ´を図
２３に示す。図２３は、従来の横電界駆動LCDの表示セ
ルに係る第１の断面を示す。図において、上部構造体
は、偏光板１７と、導電層１６と、第２の透明基板１４
と、ブラックマトリクス１２と、色層（カラーフィル
タ）１３と、平坦化膜１５と、配向膜１１からなる。平
坦化膜１５の一部は、スペーサ支柱200を形成する。
【０００８】図において、下部構造体は、配向膜１１
と、パッシベーション膜２２と、層間絶縁膜１０と、ゲ
ート電極３と、第１の透明基板９と、偏光板１８からな
る。
【０００９】スペーサ支柱200により形成されるセルギ
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ャップには、液晶２０が配置される。
【００１０】図に示されたスペーサ支柱200は、その下
部の接着強度が低い。セル表面が押圧されると、スペー
サ支柱200が移動する恐れがある。スペーサ支柱200が移
動すると、色むらが発生する。
【００１１】図２４は、従来の横電界駆動LCDの表示セ
ルに係る第２の平面を示す。図に示されたセル203は、
アモルファスシリコン１と、画素電極２と、ゲート電極
３と、共通電極４と、データ線５と、ソース電極６と、
ドレイン電極７と、スペーサ支柱200を備える。図に示
されたセル203は、ゲート電極１上にスペーサ支柱が配
置される。
【００１２】スペーサ支柱200部分の断面Ｆ－Ｆ´を図
２５に示す。図２５は、従来の横電界駆動LCDの表示セ
ルに係る第２の断面を示す。図において、上部構造体
は、偏光板１７と、導電層１６と、第２の透明基板１４
と、ブラックマトリクス１２と、色層（カラーフィル
タ）１３と、平坦化膜１５と、配向膜１１からなる。平
坦化膜１５の一部は、スペーサ支柱200を形成する。
【００１３】図において、下部構造体は、配向膜１１
と、パッシベーション膜２２と、層間絶縁膜１０と、ゲ
ート電極３と、第１の透明基板９と、偏光板１８からな
る。パッシベーション膜２２は、凹部を形成する。その
凹部には、スペーサ支柱200が載置される。スペーサ支
柱200により形成されるセルギャップには、液晶２０が
配置される。
【００１４】図に示されたスペーサ支柱200は、凹部に
載置されているため、横方向の移動に対する抗力が、図
２２及び図２３に示されたスペーサ支柱よりも高い。し
かしながら、凹部の深さが非常に浅いため、大幅な強度
向上が望めない。このため、セル表面が押圧されると、
スペーサ支柱200が移動する恐れがある。スペーサ支柱2
00が移動すると、色むらが発生する。
【００１５】図２６は、従来の横電界駆動LCDの表示セ
ルに係る第３の平面を示す。図に示されたセル204は、
アモルファスシリコン１と、画素電極２と、ゲート電極
３と、共通電極４と、データ線５と、ソース電極６と、
ドレイン電極７と、スペーサ支柱200を備える。図に示
されたセル204は、データ線５上にスペーサ支柱200a，2
00bを備える。
【００１６】スペーサ支柱200a，200b部分の断面Ｇ－Ｇ
´を図２７に示す。図２７は、従来の横電界駆動LCDの
表示セルに係る第３の断面を示す。図において、上部構
造体は、偏光板１７と、導電層１６と、第２の透明基板
１４と、ブラックマトリクス１２と、色層（カラーフィ
ルタ）１３と、平坦化膜１５と、配向膜１１からなる。
平坦化膜１５の一部は、スペーサ支柱200a，200bを形成
する。
【００１７】図において、下部構造体は、配向膜１１
と、パッシベーション膜２２と、データ線５，５´と、
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画素電極２と、層間絶縁膜１０と、共通電極４と、第１
の透明基板９と、偏光板１８からなる。
【００１８】スペーサ支柱200a，200bにより形成される
セルギャップには、液晶２０が配置される。
【００１９】図に示されたスペーサ支柱200a，200bは、
図２２及び図２３に示されたスペーサ支柱200と同様
に、その下部の接着強度が低い。セル表面が押圧される
と、スペーサ支柱200a，200bが移動する恐れがある。ス
ペーサ支柱200a，200bが移動すると、色むらが発生す
る。
【００２０】スペーサ支柱に係る技術は、例えば特開平
６－１７５１５６号公報、特開平１０－９６９５５号公
報、そして特開平１０－２２８０２３号公報に開示され
ている。
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】本発明は、スペーサ支
柱の固定強度を向上させ、セルギャップを均一に形成す
ることで表示ムラの少ない液晶表示装置を提供すること
を特徴とする。
【００２２】
【課題を解決するための手段】その課題を解決するため
の手段が、下記のように表現される。その表現中に現れ
る技術的事項には、括弧（）付きで、番号、記号等が添
記されている。その番号、記号等は、本発明の実施の複
数の形態又は複数の実施例のうちの少なくとも１つの実
施の形態又は複数の実施例を構成する技術的事項、特
に、その実施の形態又は実施例に対応する図面に表現さ
れている技術的事項に付せられている参照番号、参照記
号等に一致している。このような参照番号、参照記号
は、請求項記載の技術的事項と実施の形態又は実施例の
技術的事項との対応・橋渡しを明確にしている。このよ
うな対応・橋渡しは、請求項記載の技術的事項が実施の
形態又は実施例の技術的事項に限定されて解釈されるこ
とを意味しない。
【００２３】本発明による液晶表示装置は、液晶層のギ
ャップを保持するスペーサ支柱（100）と、スペーサ支
柱（100）の下部が整合する凹部を備え、凹部は、層間
絶縁膜（１０）及びパッシベーション膜（２２）の一部
を除去して形成される。
【００２４】本発明による更なる液晶表示装置は、スペ
ーサ支柱（100）が、遮光層（１２）の下方に位置する
平坦化膜（１５）の一部から形成される。
【００２５】本発明による更なる液晶表示装置は、スペ
ーサ支柱（100）が、有機物から形成される。
【００２６】本発明による更なる液晶表示装置は、スペ
ーサ支柱（100）が、カラーフィルタの一部から形成さ
れる。
【００２７】本発明による更なる液晶表示装置は、スペ
ーサ支柱（100）が、無機物から形成される。
【００２８】本発明による更なる液晶表示装置は、スペ
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ーサ支柱（100）が、金属から形成される。
【００２９】本発明による他の液晶表示装置は、液晶層
のギャップを保持するスペーサ支柱（300）と、スペー
サ支柱（300）の上部が整合する凹部を備え、凹部は、
遮光層（１２）の下方に位置する平坦化膜（１５）の一
部を除去して形成される。
【００３０】本発明による他の更なる液晶表示装置は、
スペーサ支柱（300）が、パッシベーション膜（２２）
の一部から形成される。
【００３１】本発明による他の更なる液晶表示装置は、
スペーサ支柱（300）が、感光性樹脂から形成される。
【００３２】
【発明の実施の形態】本発明は、以下に図面を参照し
て、逆スタガ型の薄膜トランジスタを用いた液晶表示装
置に適用された場合を例に詳細に説明される。図１は、
本発明の横電界駆動LCDの表示セルに係る第１の平面を
示す。図に示されたセル101は、アモルファスシリコン
１と、画素電極２と、ゲート電極３と、共通電極４と、
データ線５と、ソース電極６と、ドレイン電極７と、ス
ペーサ支柱100を備える。図に示されたセル101は、ゲー
ト電極３上にスペーサ支柱100を備える。
【００３３】本発明の表示セル101のＡ－Ａ´断面を図
２に示す。図２は、本発明に係る第１の断面図である。
図において、液晶２０からなる液晶層の上部に位置する
上部構造体は、偏光板１７と、導電層１６と、第２の透
明基板１４と、ブラックマトリクス１２と、色層（カラ
ーフィルタ）１３と、平坦化膜１５と、配向膜１１から
なる。液晶層の下部に位置する下部構造体は、配向膜１
１と、パッシベーション膜２２と、層間絶縁膜１０と、
ゲート電極３と、第１の透明基板９と、偏光板１８から
なる。
【００３４】本発明の表示セル101のスペーサ支柱100部
分の断面Ｂ－Ｂ´を図３に示す。図３は、本発明の横電
界駆動LCDの表示セルに係る第２の断面を示す。図にお
いて、上部構造体は、偏光板１７と、導電層１６と、第
２の透明基板１４と、ブラックマトリクス１２と、色層
（カラーフィルタ）１３と、平坦化膜１５と、配向膜１
１からなる。平坦化膜１５の一部は、スペーサ支柱100
を形成する。
【００３５】図において、下部構造体は、配向膜１１
と、パッシベーション膜２２と、層間絶縁膜１０と、ゲ
ート電極３と、第１の透明基板９と、偏光板１８からな
る。
【００３６】パッシベーション膜２２と、層間絶縁膜１
０は、凹部を形成する。その凹部には、スペーサ支柱10
0が載置される。スペーサ支柱100は、ゲート電極３上に
載置される。スペーサ支柱100により形成されるセルギ
ャップには、液晶２０が配置される。
【００３７】図に示されたスペーサ支柱100は、全高の
およそ１０％が凹部に埋まる。このため、横方向の移動
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に対する高い抗力が得られる。なお、液晶層の厚みが4.
5μm、層間絶縁膜（ゲート絶縁膜）及びパッシベーショ
ン膜の厚みが0.7μm、そして電極の高さが0.2μmの場
合、スペーサ支柱が全く潰れずにセルギャップが形成さ
れると、スペーサ支柱の高さは、5.0μmに設定される。
このセルギャップが狭くなる程、凹部による効果が顕著
になる。
【００３８】図４は、本発明の横電界駆動LCDの表示セ
ルに係る第２の平面を示す。図に示されたセル102は、
アモルファスシリコン１と、画素電極２と、ゲート電極
３と、共通電極４と、データ線５と、ソース電極６と、
ドレイン電極７と、スペーサ支柱100a，100bを備える。
図に示されたセル102は、データ線５上にスペーサ支柱1
00a，100bを備える。
【００３９】スペーサ支柱100a，100b部分の断面Ｃ－Ｃ
´を図５に示す。図５は、本発明の横電界駆動LCDの表
示セルに係る第３の断面を示す。図において、上部構造
体は、偏光板１７と、導電層１６と、第２の透明基板１
４と、ブラックマトリクス１２と、色層（カラーフィル
タ）１３と、平坦化膜１５と、配向膜１１からなる。平
坦化膜１５の一部は、スペーサ支柱100a，100bを形成す
る。
【００４０】図において、下部構造体は、配向膜１１
と、パッシベーション膜２２と、データ線５と、画素電
極２と、層間絶縁膜１０と、共通電極４と、第１の透明
基板９と、偏光板１８からなる。パッシベーション膜２
２と層間絶縁膜１０は、スペーサ支柱100a，100bに整合
する凹部を形成する。スペーサ支柱100a，100bにより形
成されるセルギャップには、液晶２０が配置される。
【００４１】図に示されたスペーサ支柱100a，100bは、
全高のおよそ１０％が凹部に埋まる。このため、横方向
の移動に対する高い抗力が得られる。
【００４２】図６は、本発明に係る凹部とスペーサ支柱
の関係を示す。図は、図３に示された凹部の直径Ｗ
（ｈ）とスペーサ支柱100の直径Ｗ（ｓｐ）を簡略化し
たものである。本発明においては、直径Ｗ（ｓｐ）≦直
径Ｗ（ｈ）の関係が設定される。これらの直径差が大き
すぎると、スペーサ支柱100のずれが発生し易くなる。
直径Ｗ（ｓｐ）の値が直径Ｗ（ｈ）の値に近づく程、ス
ペーサ支柱100のずれに対する抗力が増大する。
【００４３】ここで、図７及び図８を参照して、本発明
に係る凹部の形成について説明する。図７は、本発明に
係る第１の概略工程図である。図７（ａ）に示されるよ
うに、第１の透明基板９上にゲート電極が設けられる。
次に、図７（ｂ）に示されるように、層間絶縁膜１０が
設けられる。次に、図７（ｃ）に示されるよう、ゲート
電極３上の層間絶縁膜１０が除去される。次に、図７
（ｄ）に示されるように、パッシベーション膜２２が設
けられる。最後に、ゲート電極３上のパッシベーション
膜２２が除去され、凹部が形成される。その凹部には、
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7
スペーサ支柱が載置される。
【００４４】図８は、本発明に係る第２の概略工程図で
ある。図８（ａ）に示されるように、第１の透明基板９
上に、層間絶縁膜１０が設けられる。次に、図８（ｂ）
に示されるように、層間絶縁膜１０の一部が取り除か
れ、１次凹部が形成される。１次凹部には、データ線３
が設けられる。次に、図８（ｃ）に示されるように、１
次凹部にデータ線３が設けられる。次に、図８（ｄ）に
示されるように、パッシベーション膜２２が設けられ
る。次に、図８（ｅ）に示されるように、データ線３上
のパッシベーション膜２２が除去され、凹部が形成され
る。その凹部には、スペーサ支柱が載置される。図９
は、本発明の縦電界駆動LCDの表示セルに係る第３の平
面を示す。図に示されたセル103は、アモルファスシリ
コン１と、画素電極２と、ゲート電極３と、データ線５
と、ソース電極６と、ドレイン電極７と、スペーサ支柱
100と、コンタクトホール２１を備える。図に示された
セル103は、ゲート電極３上にスペーサ支柱100を備え
る。
【００４５】本発明の表示セル103のＡ－Ａ´断面を図
１０に示す。図１０は、本発明に係る第４の断面図であ
る。図において、液晶２０からなる液晶層の上部に位置
する上部構造体は、偏光板１７と、第２の透明基板１４
と、ブラックマトリクス１２と、色層（カラーフィル
タ）１３と、平坦化膜１５と、共通電極４と、スペーサ
支柱（膜）100と、配向膜１１からなる。液晶層の下部
に位置する下部構造体は、配向膜１１と、パッシベーシ
ョン膜２２と、データ線５，５´と、画素電極２と、層
間絶縁膜１０と、第１の透明基板９と、偏光板１８から
なる。
【００４６】本発明の表示セル103のスペーサ支柱100部
分の断面Ｂ－Ｂ´を図１１に示す。図１１は、本発明の
表示セルに係る第５の断面を示す。図において、上部構
造体は、偏光板１７と、第２の透明基板１４と、ブラッ
クマトリクス１２と、色層（カラーフィルタ）１３と、
平坦化膜１５と、共通電極４と、スペーサ支柱（膜）10
0と、配向膜１１からなる。
【００４７】図において、下部構造体は、配向膜１１
と、パッシベーション膜２２と、層間絶縁膜１０と、ゲ
ート電極３と、第１の透明基板９と、偏光板１８からな
る。
【００４８】パッシベーション膜２２と、層間絶縁膜１
０は、凹部を形成する。その凹部には、スペーサ支柱10
0が載置される。スペーサ支柱100は、ゲート電極３上に
載置される。スペーサ支柱100により形成されるセルギ
ャップには、液晶２０が配置される。
【００４９】図に示されたスペーサ支柱100は、全高の
およそ１０％が凹部に埋まる。このため、横方向の移動
に対する高い抗力が得られる。図１２は、本発明の縦電
界駆動LCDの表示セルに係る第４の平面を示す。図に示
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されたセル104は、アモルファスシリコン１と、画素電
極２と、ゲート電極３と、データ線５と、ソース電極６
と、ドレイン電極７と、スペーサ支柱100a，100bと、コ
ンタクトホール２１を備える。図に示されたセル102
は、データ線５上にスペーサ支柱100a，100bを備える。
【００５０】スペーサ支柱100a，100b部分の断面Ｃ－Ｃ
´を図１３に示す。図１３は、本発明の表示セルに係る
第６の断面を示す。図において、上部構造体は、偏光板
１７と、第２の透明基板１４と、ブラックマトリクス１
２と、色層（カラーフィルタ）１３と、平坦化膜１５
と、共通電極４と、スペーサ支柱100a，100bと、配向膜
１１からなる。
【００５１】図において、下部構造体は、配向膜１１
と、画素電極２と、パッシベーション膜２２と、データ
線５，５´と、画素電極２と、層間絶縁膜１０と、第１
の透明基板９と、偏光板１８からなる。パッシベーショ
ン膜２２と層間絶縁膜１０は、スペーサ支柱100a，100b
に整合する凹部を形成する。スペーサ支柱100a，100bに
より形成されるセルギャップには、液晶２０が配置され
る。
【００５２】図に示されたスペーサ支柱100a，100bは、
全高のおよそ１０％が凹部に埋まる。このため、横方向
の移動に対する高い抗力が得られる。
【００５３】本発明に係るスペーサ支柱は、単独で形成
することができる。図１４は、本発明に係るスペーサの
概念を示す。図は支柱型のスペーサが利用される構造を
示す。図に示されたスペーサ支柱100c，100dは、遮光層
（ブラックマトリクス）１２の近傍に設けられる。遮光
層１２の側部には、カラーフィルタ（色層）１３が配置
される。カラーフィルタ１３の上部には、透明基板１４
が設けられる。
【００５４】図１５は、本発明に係るスペーサの概略断
面を示す。図に示されたセルは、偏光板１７と、導電層
１６と、第２の透明基板１４と、カラーフィルタ１３
と、遮光層１２と、スペーサ支柱100c，100dと、パッシ
ベーション膜２２と、画素電極２と、層間絶縁膜１０
と、ゲート電極３と、共通電極４と、第１の透明基板９
と、偏光板１８を備える。パッシベーション膜２２及び
層間絶縁膜１０は、スペーサ支柱100c，100dに整合する
凹部を形成する。
【００５５】スペーサ支柱100c，100dは、遮光層１２と
ゲート電極３上に接着される。遮光層１２側の接着強度
と、ゲート電極３側の接着強度を比べた場合、遮光層１
２側の接着強度が高い。しかしながら、ゲート電極３側
に形成された凹部の作用により、スペーサ支柱100c，10
0dのずれに対する抗力は高い。このため、接着強度が比
較的低いゲート電極３側において、スペーサ支柱100c，
100dがずれる事態を回避することができる。
【００５６】ここで、図１６及び図１７を参照して、本
発明に係る凹部が形成されるプロセスを説明する。図１
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６は、本発明に係る第１の工程を示す。図は、図１に示
されたＢ－Ｂ´断面の変化を示す。図１６（ａ）に示さ
れるように、第１の透明基板９上（Ｌ１）にクロム層
（Ｃｒ）からなるゲート電極層（Ｌ２）が形成される。
この工程では、洗浄、クロムスパッタ、洗浄、レジスト
塗布、露光、現像、クロムエッチング、そしてレジスト
剥離が実行される。
【００５７】次に図１６（ｂ）に示されるように、ゲー
ト電極の形状が設定される。次に図１６（ｃ）におい
て、ゲート電極上に層間絶縁膜（ゲート絶縁膜）１０
（SiO2及びSiNx：Ｌ３）が形成される。次に図１６
（ｄ）に示されるように、層間絶縁膜１０上にパッシベ
ーション膜２２の下部層（SiNx：Ｌ４）と、シリコン層
（ａ－Si，ｎ＋－aSi：Ｌ５，Ｌ６）が形成される。次
に図１６（ｅ）に示されるように、ゲート電極３上方か
ら、シリコン層（ａ－Si，ｎ＋－aSi：Ｌ５，Ｌ６）が
除去される。図１６（ｂ）～（ｅ）に示された工程で
は、洗浄、SiO2及びSiNx成膜、洗浄、3層連続P-CVD、洗
浄、レジスト塗布、露光、現像、アイランド－ドライエ
ッチング、そしてレジスト剥離が実行される。
【００５８】次に図１６（ｆ）に示されるように、ゲー
ト電極３の上方に、クロム層が形成される。次に図１６
（ｇ）に示されるように、ゲート電極３上方からクロム
層が除去される。次に図１６（ｈ）に示される工程で
は、チャネルドライエッチングが実行される。図１６
（ｆ）～（ｈ）に示された工程では、洗浄、クロムスパ
ッタ、洗浄、レジスト塗布、露光、現像、クロムエッチ
ング、クロムドライエッチング、レジスト剥離、そして
チャネルドライエッチングが実行される。
【００５９】次に図１６（ｉ）に示されるように、ゲー
ト電極３の上方に、パッシベーション膜２２の上部層
（SiNx）が形成される。次に図１６（ｊ）に示されるよ
うに、パッシベーション膜２２の上部層及び下部層、そ
して層間絶縁膜１０の一部が除去され、凹部が形成され
る。図１６（ｉ），（ｊ）に示される工程では、洗浄、
パッシベーションＣＶＤ、洗浄、レジスト塗布、露光、
現像、コンタクトエッチング、コンタクトドライエッチ
ング、そしてレジスト剥離が実行される。
【００６０】次に図１６（ｋ）に示される工程では、IT
Oのスパッタリング処理が実行される。次に図１６
（ｌ）に示される工程では、ITOの除去処理が実行され
る。図１６（ｋ），（ｌ）に示される工程では、洗浄、
ITOスパッタ、洗浄、レジスト塗布、露光、現像、ITOエ
ッチング、レジスト剥離、洗浄、アニール、そして検査
が実行される。
【００６１】図１７は、本発明に係る第２の工程を示
す。図は、図４に示されたＣ－Ｃ´断面の変化を示す。
図１７（ａ）に示されるように、第１の透明基板９（Ｌ
１）上にクロム層（Ｃｒ）からなるゲート電極層（Ｌ
２）が形成される。次に図１７（ｂ）に示されるよう
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に、クロム層が除去される。図１７（ａ），（ｂ）に示
された処理は、ゲート（Ｃｒ）工程を表す。その工程で
は、洗浄、クロムスパッタ、洗浄、レジスト塗布、露
光、現像、クロムエッチング、そしてレジスト剥離が実
行される。
【００６２】次に図１７（ｃ）に示されるように、第１
の透明電極基板９上に、層間絶縁膜（ゲート絶縁膜）１
０（SiO2及びSiNx：Ｌ３）が形成される。次に図１７
（ｄ）に示されるように、層間絶縁膜１０上にパッシベ
ーション膜２２の下部層（SiNx：Ｌ４）と、シリコン層
（ａ－Si，ｎ＋－aSi：Ｌ５，Ｌ６）が形成される。次
に図１７（ｅ）に示されるように、第１の透明電極基板
９の上方から、シリコン層（ａ－Si，ｎ＋－aSi）が除
去される。図１７（ｃ）～（ｅ）に示された処理は、ア
イランド工程を表す。その工程では、洗浄、SiO2及びSi
Nx成膜、洗浄、3層連続P-CVD、洗浄、レジスト塗布、露
光、現像、アイランド－ドライエッチング、そしてレジ
スト剥離が実行される。
【００６３】次に図１７（ｆ）に示されるように、パッ
シベーション膜２２の下部層及び層間絶縁膜１０の一部
が除去される。図１７（ｆ）に示された処理は、コンタ
クト工程を表す。その工程では、レジスト塗布、露光、
現像、コンタクトドライエッチング、そしてレジスト剥
離が実行される。
【００６４】次に図１７（ｇ）に示されるように、クロ
ム層（Ｌ７）が形成される。次に図１７（ｈ）に示され
る工程では、データ線５を形成するクロム層が形成され
る。次に図１７（ｉ）に示される工程では、チャネルド
ライエッチングが実行される。図１７（ｇ）～（ｉ）に
示された工程は、ドレイン工程を表す。その工程では、
洗浄、クロムスパッタ、洗浄、レジスト塗布、露光、現
像、クロムエッチング、クロムドライエッチング、レジ
スト剥離、そしてチャネルドライエッチングが実行され
る。
【００６５】次に図１７（ｊ）に示されるように、パッ
シベーション膜２２の上部層（SiNx：Ｌ８）が形成され
る。次に図１７（ｋ）に示されるように、データ線5上
から、パッシベーション膜２２の上部層が除去される。
図１７（ｉ），（ｋ）に示される工程では、洗浄、パッ
シベーションＣＶＤ、洗浄、レジスト塗布、露光、現
像、コンタクトエッチング、コンタクトドライエッチン
グ、そしてレジスト剥離が実行される。
【００６６】次に図１７（ｌ）に示されるように、ITO
（配向膜１１：Ｌ９）のスパッタリング処理が実行され
る。次に図１７（ｍ）に示される工程では、ITOの除去
処理が実行される。図１７（ｌ），（ｍ）に示される工
程は、ピクセル工程を表す。その工程では、洗浄、ITO
スパッタ、洗浄、レジスト塗布、露光、現像、ITOエッ
チング、レジスト剥離、洗浄、アニール、そして検査が
実行される。
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【００６７】図１８及び図１９を参照して、本発明に係
る縦電界型LCDの他の実施例を説明する。図１８は、本
発明に係る他の実施例の平面を示す。図に示されたセル
105は、アモルファスシリコン１と、画素電極２と、ゲ
ート電極３と、共通電極４と、データ線５と、ソース電
極６と、ドレイン電極７と、スペーサ支柱300を備え
る。図に示されたセル105は、ゲート電極３上にスペー
サ支柱300を備える。
【００６８】本発明の表示セル105のＤ－Ｄ´断面を図
１９に示す。図１９は、本発明に係る他の実施例の断面
図である。図において、液晶２０からなる液晶層の上部
に位置する上部構造体は、偏光板１７と、導電層１６
と、第２の透明基板１４と、ブラックマトリクス１２
と、色層（カラーフィルタ）１３と、平坦化膜１５と、
配向膜１１からなる。液晶層の下部に位置する下部構造
体は、配向膜１１と、パッシベーション膜２２と、層間
絶縁膜１０と、ゲート電極３と、第１の透明基板９と、
偏光板１８からなる。上部構造体の平坦化膜１５には、
凹部が形成される。その凹には、スペーサ支柱300が整
合する。上部構造体に凹部が形成されると、スペーサ支
柱300の上部の固定強度が向上する。この場合、スペー
サ支柱300は、パッシベーション膜２２の一部から形成
されてもよい。
【００６９】本発明は以上の実施例に限定されない。実
施例では、スペーサ支柱の上部又は下部に整合する凹部
について説明された。その凹部は、スペーサ支柱の上部
に対する凹部と下部に対する凹部が形成されると、スペ
ーサ支柱の固定強度を大幅に向上させることができる。
また、本発明は逆スタガ型の薄膜トランジスタを用いた
液晶表示装置への適用に限定されない。本発明は、セル
ギャップの維持にスペーサ支柱が使用される液晶表示装
置ならば、種々のものに適用することができる。
【００７０】
【発明の効果】本発明による液晶表示装置は、スペーサ
支柱の固定強度が向上するため、スペーサ支柱の移動に
伴なう色むらが発生しにくい。即ち、外部からの応力に
強い液晶表示装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】図は、本発明の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第１の平面図である。
【図２】図は、本発明に横電界駆動LCDの係る第１の断
面図である。
【図３】図は、本発明の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第２の断面図である。
【図４】図は、本発明の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第２の平面図である。
【図５】図は、本発明の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第３の断面図である。
【図６】図は、本発明に係る凹部とスペーサ支柱の関係
図である。
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【図７】図は、本発明に係る第１の概略工程図である。
【図８】図は、本発明に係る第２の概略工程図である。
【図９】図は、本発明の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第３の平面図である。
【図１０】図は、本発明の横電界駆動LCDの表示セルの
第４の断面図である。
【図１１】図は、本発明の横電界駆動LCDの表示セルに
係る第５の断面図である。
【図１２】図は、本発明の縦電界駆動LCDの表示セルに
係る第４の平面図である。
【図１３】図は、本発明の縦電界駆動LCDの表示セルに
係る第６の断面図である。
【図１４】図は、本発明に係るスペーサの概念図であ
る。
【図１５】図は、本発明に係るスペーサの概略断面図で
ある。
【図１６】図は、本発明に係る第１の工程図である。
【図１７】図は、本発明に係る第２の工程図である。
【図１８】図は、本発明の縦電界駆動LCDの他の実施例
の平面図である。
【図１９】図は、本発明の縦電界駆動LCDの実施例の断
面図である。
【図２０】図は、従来のスペーサに係る概念図である。
【図２１】図は、従来のスペーサに係る概略断面図であ
る。
【図２２】図は、従来の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第１の平面図である。
【図２３】図は、従来の表示セルに係る第１の断面図で
ある。
【図２４】図は、従来の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第２の平面図である。
【図２５】図は、従来の表示セルに係る第２の断面図で
ある。
【図２６】図は、従来の横電界駆動LCDの表示セルに係
る第３の平面図である。
【図２７】図は、従来の表示セルに係る第３の断面を示
す。
【符号の説明】
１：アモルファスシリコン
２：画素電極
３：ゲート電極
４：共通電極
５：データ線
６：ソース電極
７：ドレイン電極
９：第１の透明基板
１０：層間絶縁膜
１１：配向膜
１２：ブラックマトリクス
１３：色層
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１４：第２の透明基板
１５：平坦化膜 *
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*１６：導電層
１７，１８：偏光板

【図１】 【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図１４】
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【図６】 【図７】

【図９】 【図１０】
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【図８】 【図１１】

【図１２】

【図１３】

【図１８】
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【図１５】 【図１６】

【図１７】

【図１９】
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【図２０】

【図２１】

【図２３】 【図２４】
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【図２２】 【図２５】

【図２６】

【図２７】
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